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SPOSOB WYTNARZANIA REZYSTOROW

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania rezysioréw zwiaszcza o rezystancji wyzszej
od 1082 przezmaczonych do masowej produkcji w przemysle elektronicznym.

Z polskiego opisu patentowego nr 109 676 znany jest sposéb wytwarzania rezystordw polegaja-
cy na tym, ze po wytrawieniu podtoza niemetalicznego kwasem fluorowodorowym uczulanie podioza
niemetalicznego nastepuje w wyniku obrébki kwasnymi roztworami zawierajgcymi dowolng kompozy=-
cje co najmniej dwéch jonéw metali o zmiennej warto$ciowosci, przy czym jednym z nich jest
Jon cynawy, a drugi jonem tytanawym lub Zelazawym. Aktywacje podioza dokonuje sie dwustopniowo
z zastosowaniem rozciericzonego roztworu zawierajgcego jony srebrowe i jod w ilosci
0,05-0,50 g/dcm3 oraz roztworu jondw palladu, zXota lub platyniandw wzglednie ich kompozycji
o lacznym stezeniu mniejszym od 0,05 g/dcm’ w zakresie pH 3,5-4,5.

Nastepnie przeprowadza sig¢ obrébke stabilizujgca aktywnosé roztworem zawierajgcym 1-5 g/dcm
Jondw podfosforowych, zas w skiad kapieli do chemicznej redukcji wchodzq katalitycznie czynne
ilosci jodu pierwiastkowego w ilosci 0,01-0,5 g/dcmB. Warstwe rezystywng wytwarza sie przez
wydzielenie co najmniej 95% jonéw poddawanych redukcji, zawartych w roztworze wyjsciowym.
Niedogodnosciq przedstawionego wyzej sposobu jest duza szybko$é prowadzenia procesu metaliza-
cji co uniemozliwia otrzymenie rezystoréw o rezystancji poczqtkowej powyzej 10 om, oraz wysoka
temperatura 333-338 K, w ktérej przebiega proces metalizacji.

Istotg rozwizzania wedlug wynalazku jest zmodyfikowanie procesu trawienia, oraz stabiliza-
cja aktywno$ci podioiy niemetalicznych. Podioze niemetaliczne poddaje sig trawieniu kwagem
fluoroborowym o stezeniu 0,1-10%, a nastgpnie przeprowadza sig uczulanie i aktywacje podtoza
znanymi sposobami. Proces stabilizacji aktywnosci podiozy zachodzi w roztworze zawierajqcym
Jony podfosforynowe o stgzeniu 5=20 g/dcm” 1 borowodorkowe o stgezeniu 0,5-1 g/dcm3.
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Sposdb wedtug wynalazku umozliwia prowadzenie procesu metalizacji w temperaturze 293-303 K
w gposéb powtarzalny 1 umozliwiajgqcy osiggnigcie zatozonej rezystancji. Dodanie jonéw boro-
wodorkowych podnosi aktywnosé jondéw palladu, dzieki czemu Zzgdany szybko3é niklowania
/0,5=3,0 g Ni/cm2 min/ rezystordw wysokoomowych osigga sig juz w temperaturze 293K, bez wy-
diuzenia czasu trwania procesu. Zwigkszenie aktywnosci powierzchni metalizowanej pozwala na
obnizenie stezenia niklu w roztworze o okoio 10 razy do wartodci rzedu 0,01 g Ni/dch. Dzigki
obnizeniu temperatury procesu zmniejsza si¢ niebezpieczenstwo destabilizacji roztworu. Catko=-
wity czas trwania procesu wytwarzania rezystoréw jest 3-krotnie krdtszy w pordwnaniu ze zna=-
nymi metodami. Realizacja sposobu wytwarzania rezystoréw pozwala na znaczne obnizenie kosztdw
produkcji. Procesy technologiczne mozna przeprowadzaé¢ w znanych urzgdzeniach.

W przykiadowym wykonaniu podloZe niemetaliczne w celu odttuszczenia przemywa sig w tempera-
turze pokojowej alkoholem metylowym. Odttuszczone podtoza trawi sig 1% roztworem kwasu flu-
oroborowego, ptucze do zaniku odczynu kwasnego, & nastepnie uczula w roztworze zawierajacym
10 g/dcm3 jonéw cynawych, przy czym roztwdér zakwnsza sie kwasem solnym do pH okoXo 2. Po piu=-
kaniu miedzyoperacyjnym podioza poddaje sie dwustopniowej aktywacji w roztworach zawieraja-
cych jony srebra o stezeniu 1 g/dcm3 i palladu o stezeniu 0,01 g/dcm3. Po wyptukaniu podlozy
wodg zdemineralizowang nastepuje stabilizujgca obrébka w roztworze zawierajgcym 20 g/dcm3
jonda podfosforynowych z dodatkiem 1 g/dcm3 jondw borowodorkowych. Podloza ponownie poddajemy
ptukaniu wodg zdemineralizowang. Proces prowadzi sie w reaktorze przeptywowym przeznaczonym
do metalizacji danej partii przy ciggtej cyrkulacji roztworu przez 10-15 min co umozliwia
peXne nasycenie roztworu gazowym wodorem.

Inicjacje procesu przeprowadza sie przez dodanie w sposéb jednorazowy do roztworu 0,5 g
jonéw niklu w postaci chlorku przy poczatkowym pH roztworu 6,3. W czasie trwania procesu
dozuje sig roztwér 1-normalny Zugu sodowego w ilosci 2 g/h. W wyniku realizacji sposobu otrzy-
mano rezystory o rezystancji 50: 10% om 1 o temperaturowymn wspdiczynniku rezystancji ponizej
100 ppm/deg w zakresie temperatur 293-393 K. @ celu poprawienia jakosci rezystory stabilizuje
sie termicznie w temperaturze 513 K przez 2 h.

Zastrzezenlia patentowe

1. Sposéb wytwarzania rezystoréw z warstwg niklowofosforowg polegajacy na obrébce stabili-
zujgcej aktywnosé wytrawionego, uczulonego i nastepnie poddanego dwustopniowej aktywacji pod-
toza niemetalicznego,z namienny t ym, ze proces obrobki stabilizujacej dokonuje sie
z zastosowaniem roztworu zawierajacego jony podfosforynowe o stezeniu 5-20 g/dcm” z dodatkiem
jonéw borowodorkowych o stezeniu 0,5-1 g/dcm”.

2. Sposdéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze trawienie podtoza niemetalicznego
prowadzi sie przy uzyciu kwasu fluoroborowego o stezeniu 0,1-10%.
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